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 لمستخلص ا
 

مْ  هدفت هذه الأطروحة إلى تخليق اثنين من أكاسيد الفلزات الرئيسية: أغشية رقيقة من أكسيد النيكل   عَّ
َ
ط

ٌ
بالألمنيوم / النيوبيوم وأكسيد  الم

مْ  النحاس   عَّ
َ
ط

ٌ
 النثر ضوئية الحديثة. أدى  الأجهزة الكهرو ضوئية التي تدخل في تطبيقات  الكهرو بالتيتانيوم / السماريوم لتحسين خواصهما  الم

وتم الحصول على أفلام  .فة على ركائز الزجاج والسيليكون ابالتيار المباشر والترددات الراديوية إلى ترسيب المواد المضيفة والمواد المض  يالمغنط

 بنجاح. رقيقة متجانسة ومنتظمة السمك

مْ تفوق أغشية أكسيد النيكل الرقيقة  عن  الضوئية  والتحليل الطيفي للانبعاثات    الفوتونيسينية والفحص  كشفت دراسة الأشعة ال عَّ
َ
ط

ٌ
 ة الم

مْ بالنيوبيوم على الأغشية الرقيقة   عَّ
َ
ط

ٌ
مْ كشفت الأغشية الرقيقة من أكسيد النحاس    كذلك،نيوم.  و بالألم  ةالم عَّ

َ
ط

ٌ
بالسماريوم عن ميزتها    ةالم

مْ على تلك  عَّ
َ
ط

ٌ
ا و بالتيتانيوم.  ةالم

ً
افذ الذكية الشفافة من النوع  لذلك،وفق  الموجب يُفضل استخدام أكسيد النيكل المشبع بالنيوبيوم في النو

الضوئية    ،كهربيا الشفافة    ،فعالةالوالمرشحات  الكهربائية  للسيارا  الموصلة،والأقطاب  الخلفية  الرؤية  القابل    ذاتت  ومرايا  الانعكاس 

مْ يُعد أكسيد النحاس    ذلك،للتعديل. بالإضافة إلى   عَّ
َ
ط

ٌ
ا حيويًا في تطبيقات تحويل الطاقة    الم

ً
والموصلية   الشمسية،بواسطة السماريوم مكون

 ومرشحات الأشعة تحت الحمراء.  الضوئية،
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Abstract 

Among countless applications of NiO thin films, transparent electrochromic p-type smart windows 

are of particular interest. Additionally, the applications such as active optical filters, transparent 

conducting electrodes, and automotive rearview mirrors with adjustable reflectance encouraged 

tuning the optoelectronic properties of the NiO thin films to fit the increasing modern life's needs. 

Likewise, CuO nanostructured thin films have gained increasing interest due to their unique 

properties. Incorporating a metallic dopant into the CuO thin film can alter such properties to 

improve or control optoelectronic applications, such as solar energy transformation, 

photoconductivity, and infrared filters.  

This thesis targeted the synthesization of Al/Nb-doped NiO and Ti/Sm-doped CuO nanostructured 

thin films. Among available deposition techniques, DC and RF magnetron sputtering were chosen. 

Thin films of a maximum thickness of 70 nm were deposited on glass and silicon substrates. A 

range of deposition powers between 30 W to 60 W was applied to the metallic target to control the 

amount of the deposited metal into the host material. The dopants did not change the crystalline 

phase of the host material; they shifted the diffraction angle instead. That shift was consistent with 

the deposition power.  

Doping NiO with Nb showed advantages over Al-doped NiO thin films, represented by a higher 

refractive index, narrower bandgap, lower resistivity, and lower emission intensity. The improved 

optical properties supported the targeted applications of the NiO nanostructured thin films. 

Doping CuO by Sm elevated the refractive index of the undoped CuO. This increase in the 

refractive index supports the needs of the targeted applications. Additionally, the XRD and PL 

studies were consistent and succeeded in explaining the bandgap structure of the Sm-doped CuO. 

Despite their large ionic radii, Sm ions, at the underlying deposition powers, managed to occupy 

some of the Cu ions' sites in the unit cell, leading to the improvement of Sm-doped CuO properties 

required for the targeted applications. On the other hand, Ti-doped CuO did not show promising 

results as Sm-doped CuO. However, the Ti-doped CuO refractive index increased only in the 400 

nm to 600 nm range. 

In general, this thesis succeeded in uncovering promising properties of the metal doped NiO and 

CuO nanostructured thin films. 
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